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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基板と、前記透明基板上にパターン状に形成された光路差調整層と、前記透明基板
および前記光路差調整層を覆うように形成された着色層とを有し、前記透明基板と、前記
光路差調整層と、前記着色層とが積層された領域を反射光用領域として用い、前記透明基
板と、前記着色層とが積層された領域を透過光用領域として用いる半透過型液晶表示装置
用カラーフィルタであって、
　前記光路差調整層が透明性を有する透明層と透明性および撥液性を有する撥液層との二
層構造で構成され、前記撥液層が前記透明層の上部表面上に形成されていることを特徴と
する半透過型液晶表示装置用カラーフィルタ。
【請求項２】
　前記透明層が、前記透明基板と一体に形成されていることを特徴とする請求項１に記載
の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタ。
【請求項３】
　前記透明層が、前記透明基板と別体であり、かつ、透明樹脂から形成されていることを
特徴とする請求項１に記載の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタ。
【請求項４】
　前記撥液層がフォトレジストから形成されていることを特徴とする請求項１から請求項
３までのいずれかの請求項に記載の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタ。
【請求項５】
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　前記フォトレジストが透明性および撥液性を有する撥液性ドライフィルムレジストであ
ること特徴とする請求項４に記載の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタ。
【請求項６】
　前記透明層が透明性を有するドライフィルムレジストから形成され、前記撥液層が透明
性および撥液性を有する撥液性ドライフィルムレジストから形成されていることを特徴と
する請求項３に記載の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタ。
【請求項７】
　請求項１に記載の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタを製造する半透過型液晶表示
装置用カラーフィルタの製造方法であって、
　前記透明層および前記撥液層を形成する光路差調整層形成工程を少なくとも有し、
　前記光路差調整層形成工程では、前記透明層を形成する際、透明性および撥液性を有す
るフォトレジストを用いて前記透明層をパターン形成し、現像後、残存した前記フォトレ
ジストを前記撥液層として用いることを特徴とする半透過型液晶表示装置用カラーフィル
タの製造方法。
【請求項８】
　請求項２に記載の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタを製造する半透過型液晶表示
装置用カラーフィルタの製造方法であって、
　前記透明基板上に透明性および撥液性を有するフォトレジストからなるフォトレジスト
層を形成するフォトレジスト層形成工程と、前記フォトレジスト層を露光する露光工程と
、前記フォトレジスト層を現像してパターン状にする現像工程と、前記透明基板をエッチ
ングして前記透明層を形成する透明層形成工程とを有する光路差調整層形成工程を少なく
とも有し、
　前記透明層形成工程で残存した前記フォトレジストを前記撥液層として用いることを特
徴とする半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法。
【請求項９】
　前記フォトレジストが透明性および撥液性を有する撥液性ドライフィルムレジストであ
ることを特徴とする請求項７または請求項８に記載の半透過型液晶表示装置用カラーフィ
ルタの製造方法。
【請求項１０】
　請求項３に記載の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタを製造する半透過型液晶表示
装置用カラーフィルタの製造方法であって、
　前記透明基板上に透明層形成用層を形成する透明層形成用層形成工程と、前記透明層形
成用層上に透明性および撥液性を有するフォトレジストを用いてフォトレジスト層を形成
するフォトレジスト層形成工程と、前記透明層形成用層およびフォトレジスト層を露光す
る露光工程と、前記透明層形成用層およびフォトレジスト層を現像して透明層を形成する
透明層形成工程とを有する光路差調整層形成工程を少なくとも有し、
　前記透明層形成工程で残存した前記フォトレジストを前記撥液層として用いることを特
徴とする半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法。
【請求項１１】
　前記フォトレジストが透明性および撥液性を有する撥液性ドライフィルムレジストであ
ることを特徴とする請求項１０に記載の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方
法。
【請求項１２】
　少なくとも前記透明層形成用層と前記フォトレジスト層とが二層に積層した二層ドライ
フィルムレジストを用いて前記透明層形成用層形成工程および前記フォトレジスト層形成
工程を一括で行う光路差調整層形成用層形成工程を有することを特徴とする請求項１１に
記載の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、半透過型液晶表示装置等に用いられる半透過型液晶表示装置用カラーフィル
タおよびその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶表示装置として、外光の反射と、バックライト光の透過光とを利用した半透
過型液晶表示装置が開発され、この半透過型液晶表示装置は、外光を利用して表示を行な
う従来の反射型カラー液晶表示装置に、バックライトを兼ね備え、周囲が暗い場合でもバ
ックライトによる表示（透過表示）が行なえる、という利点を有する。
【０００３】
　このような半透過型液晶表示装置では、透過光および反射光が液晶を通過する回数が異
なることから、透過表示および反射表示の視認性を良好なものとするためには、透過光お
よび反射光が、それぞれ液晶を通過する距離を調整する必要があった。そこで、透明基板
のうち、反射表示に用いられる反射光用領域にのみ、所定の膜厚を有する光路差調整層を
形成し、その光路差調整層の上に着色層を形成することにより、反射光用領域と、透過光
用領域との光路差を調整する方法が一般的に用いられている(例えば、特許文献１)。
【０００４】
　しかしながら、このような半透過型液晶表示装置は、反射光用領域では進入してきた外
光が通常２回カラーフィルタを通過するのに対し、透過光用領域では通常１回のみカラー
フィルタを通過することになり、透過表示時と反射表示時とは色特性が異なるという問題
点を有していた。
【０００５】
　上記問題点を解決するためには、透過光用領域に形成される着色層と、反射光用領域に
形成される着色層との膜厚比を調節することが必要である。解決法として、光路差調整層
上に着色層形成用塗工液を塗布し、塗布した後、所定の時間放置することにより、反射光
用領域の着色層形成用塗工液を透過光用領域に流れ込ませ、これにより反射光用領域と透
過光用領域の膜厚差を形成する方法（以下引き置き法とする。）がある。
【０００６】
　しかしながら、引き置き法では、反射光用領域と透過光用領域の膜厚差は引き置き時の
流れ込み量に依存するため、ある一定以上の膜厚差は困難である。
【０００７】
　そこで、光路差調整層に、ある程度の撥液性を持たせることにより、反射光用領域の着
色層を薄膜化する方法が考えられた。図６は上記光路差調整層が撥液層のみで形成されて
いる半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの一例を示す概略断面図である。図６に示す
ように、この半透過型液晶表示装置用カラーフィルタは、透明基板１と上記透明基板１上
にパターン状に形成された撥液性を有する光路差調整層４とを有し、透明基板１および光
路差調整層４を覆うようにして形成された着色層５を有するものである。上記透明基板１
と、上記光路差調整層４と、上記着色層５とが積層された領域は反射光用領域として、上
記透明基板１と、上記着色層５とが積層された領域は透過光用領域として用いられる。
　しかしながら、この方法では、光路差調整層と透明基板の密着性が悪化してしまうとい
う問題があった。また、図６に示すように、光路差調整層４全体が撥液性を有するため、
光路差調整層４の側面においては着色層５が形成されず、白抜けが生じる等の問題があっ
た。
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－１０２２４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は上記の問題を解決するためになされたものであり、透明基板との密着性が良く
、かつ白抜けを生じにくい撥液性の光路差調整層を形成することで、反射光用領域の着色
層の薄膜化を可能とし、反射光用領域の輝度の向上を可能とする半透過型液晶表示装置用
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カラーフィルタおよびその製造方法を提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記問題点の解決のため、透明基板と、上記透明基板上にパターン状に形成された光路
差調整層と、上記透明基板および上記光路差調整層を覆うように形成された着色層とを有
し、上記透明基板と、上記光路差調整層と、上記着色層とが積層された領域を反射光用領
域として用い、上記透明基板と、上記着色層とが積層された領域を透過光用領域として用
いる半透過型液晶表示装置用カラーフィルタであって、上記光路差調整層が透明性を有す
る透明層と透明性および撥液性を有する撥液層との二層構造で構成され、上記撥液層が上
記透明層の上部表面上に形成されていることを特徴とする半透過型液晶表示装置用カラー
フィルタを提供する。
【００１１】
　本発明によれば、上記撥液層が、上記透明層の上部表面上に形成されているものである
ことにより、光路差調整層の上部表面の撥液性は、透明基板の表面よりも高くなるため、
着色層の形成の際、光路差調整層上に着色層形成用塗工液を塗布した場合、光路差調整層
上の着色層形成用塗工液が透明基板側へと移動していき、光路差調整層上の着色層形成用
塗工液の塗膜が大きく膜減りするため、反射光用領域の着色層の膜厚を薄膜化することが
できる。また、上記光路差調整層の上部表面上に撥液性を有するため、光路差調整層の側
面での着色層の白抜けが発生しにくいという利点も有する。
　また、透明層全体が撥液性を有する場合に比べて、上記透明基板との密着性は良好なも
のとなる。
【００１２】
　また、上記発明においては、上記透明層が、上記透明基板と一体に形成されていてもよ
い。上記透明層が上記透明基板と一体に形成されていることで、上記光路差調整層の光透
過性が向上するためである。
【００１３】
　また、上記発明においては、上記透明層が上記透明基板と別体であり、かつ、透明樹脂
から形成されていてもよい。上記透明層を形成する工程が容易であるからである。
【００１４】
　また、上記発明においては、上記撥液層がフォトレジストから形成されていることが好
ましい。上記撥液層がフォトレジストであることにより、これを透明層形成時に用いるこ
とで同時に撥液層を形成することが可能となるからである。
【００１５】
　また、上記発明においては、上記フォトレジストが透明性および撥液性を有する撥液性
ドライフィルムレジストであることが好ましい。上記撥液層を塗布法より形成する場合に
比べ、撥液層の成膜が容易であるからである。
【００１６】
　また、上記発明においては、上記透明層が透明性を有するドライフィルムレジストから
形成され、上記撥液層が透明性および撥液性を有する撥液性ドライフィルムレジストから
形成されていることが好ましい。上記透明層および上記撥液層をドライフィルムレジスト
で形成することにより、上記光路差調整層の膜厚を均一なものとすることが容易となる。
【００１７】
　また、本発明は、透明基板と、上記透明基板上にパターン状に形成された光路差調整層
と、上記透明基板および上記光路差調整層を覆うように形成された着色層とを有し、上記
透明基板と、上記光路差調整層と、上記着色層とが積層された領域を反射光用領域として
用い、上記透明基板と、上記着色層とが積層された領域を透過光用領域として用いる半透
過型液晶表示装置用カラーフィルタの、上記光路差調整層が透明性を有する透明層と透明
性および撥液性を有する撥液層との二層構造で構成され、上記撥液層が上記透明層の上部
表面上に形成されていることを特徴とする半透過型液晶表示装置用カラーフィルタを製造
する半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法であって、上記透明層および上記
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撥液層を形成する光路差調整層形成工程を少なくとも有し、上記光路差調整層形成工程で
は、上記透明層を形成する際、透明性および撥液性を有するフォトレジストを用いて上記
透明層をパターン形成し、現像後、残存した上記フォトレジストを上記撥液層として用い
ることを特徴とする半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法を提供する。
【００１８】
　本発明によれば、上記フォトレジストを用いることで、透明層形成時に同時に撥液層を
形成することが可能となる。また、残存したフォトレジストを上記撥液層として用いるの
で、上記透明層の上部表面上に上記撥液層を形成することが容易である。
【００１９】
　また、本発明は、上述した半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの、上記透明層が、
上記透明基板と一体に形成されている半透過型液晶表示装置用カラーフィルタを製造する
半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法であって、上記透明基板上に透明性お
よび撥液性を有するフォトレジストからなるフォトレジスト層を形成するフォトレジスト
層形成工程と、上記フォトレジスト層を露光する露光工程と、上記フォトレジスト層を現
像してパターン状にする現像工程と、上記透明基板をエッチングして上記透明層を形成す
る透明層形成工程とを有する光路差調整層形成工程を少なくとも有し、上記透明層形成工
程で残存した上記フォトレジストを上記撥液層として用いることを特徴とする半透過型液
晶表示装置用カラーフィルタの製造方法を提供する。
【００２０】
　上記透明基板をエッチングして透明層を形成することにより、反射光用領域の光透過性
は高くなるので、輝度の高い半透過型液晶表示装置用カラーフィルタを得ることができる
。
【００２１】
　また、上記発明においては、上記フォトレジストが透明性および撥液性を有する撥液性
ドライフィルムレジストであることが好ましい。塗布法によって撥液層を形成する場合に
比べ、上記撥液層の成膜が容易であるからである。
【００２２】
　また、本発明は、上述した半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの、上記透明層が、
上記透明基板と別体であり、かつ、透明樹脂から形成されている半透過型液晶表示装置用
カラーフィルタを製造する半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法であって、
上記透明基板上に透明層形成用層を形成する透明層形成用層形成工程と、上記透明層形成
用層上に透明性および撥液性を有するフォトレジストを用いてフォトレジスト層を形成す
るフォトレジスト層形成工程と、上記透明層形成用層およびフォトレジスト層を露光する
露光工程と、上記透明層形成用層およびフォトレジスト層を現像して透明層を形成する透
明層形成工程とを有する光路差調整層形成工程を少なくとも有し、上記透明層形成工程で
残存した上記フォトレジストを上記撥液層として用いることを特徴とする半透過型液晶表
示装置用カラーフィルタの製造方法を提供する。
【００２３】
　上記透明層をパターン形成する際、上記フォトレジストを用いることで、上記透明層と
上記撥液層とを同時に形成することが可能となる。また、透明層の上部表面上にのみ撥液
層を形成するのが容易である。
【００２４】
　また、本発明においては、上記フォトレジストが透明性および撥液性を有する撥液性ド
ライフィルムレジストであることが好ましい。塗布法によって撥液層を形成する場合に比
べ、上記撥液層の成膜が容易であるからである。
【００２５】
　また、本発明においては、少なくとも上記透明層形成用層と上記フォトレジスト層とが
二層に積層した二層ドライフィルムレジストを用いて上記透明層形成用層形成工程および
上記フォトレジスト層形成工程とを一括で行う光路差調整層形成用層形成工程を有するこ
とが好ましい。上記二層ドライフィルムレジストを用いることによって、上記透明層およ
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び上記撥液層の膜厚を均一にすることができる。また、透明層と撥液層とを一工程で形成
することが可能であるため、製造コストを削減することができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、光路差調整層が透明層と撥液層から形成されていることにより、反射
光用領域の着色層の薄膜化を可能とし、反射光用領域の輝度を向上させることを可能とす
る半透過型液晶表示装置用カラーフィルタを提供できるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　本発明は、半透過型液晶表示装置用カラーフィルタ、および、その製造方法に関するも
のである。以下、それぞれについて分けて説明する。
【００２８】
　Ａ．半透過型液晶表示装置用カラーフィルタ
　本発明の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタは、透明基板と、上記透明基板上にパ
ターン状に形成された光路差調整層と、上記透明基板および上記光路差調整層を覆うよう
に形成された着色層とを有し、上記透明基板と、上記光路差調整層と、上記着色層とが積
層された領域を反射光用領域として用い、上記透明基板と、上記着色層とが積層された領
域を透過光用領域として用いる半透過型液晶表示装置用カラーフィルタであって、上記光
路差調整層が透明性を有する透明層と透明性および撥液性を有する撥液層との二層構造で
構成され、上記撥液層が上記透明層の上部表面上に形成されていることを特徴とするもの
である。
【００２９】
　本発明によれば、上記撥液層が、上記透明層の上部表面上に形成されているものである
ことにより、光路差調整層の上部表面の撥液性は、透明基板の表面よりも高くなるため、
着色層の形成の際、光路差調整層上に着色層形成用塗工液を塗布した場合、光路差調整層
上の着色層形成用塗工液が透明基板側へと移動していき、光路差調整層上の着色層形成用
塗工液の塗膜が大きく膜減りする。したがって、反射光用領域における着色層の膜厚をよ
り薄くすることが可能となり、本発明のカラーフィルタを半透過型液晶表示装置に用いた
場合、反射光用領域における着色層の輝度を向上させることが可能となるのである。
　また、上記撥液層は上記透明層の上部表面に形成されるため、光路差調整層の側面での
着色層の白抜けが発生しにくいという利点も有する。
　また、透明層全体が撥液性を有する場合に比べて、上記透明基板との密着性は良好なも
のとなる。
【００３０】
　本発明の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタには、上記透明層が上記透明基板と一
体で形成されている態様（以下、第１の態様とする。）と、上記透明層が上記透明基板と
別体で、かつ透明樹脂から形成されている態様（以下、第２の態様とする。）とがある。
以下、それぞれの態様について説明する。
【００３１】
　１．第１の態様
　本態様の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタは、上記透明層が上記透明基板と一体
で形成されているものである。
【００３２】
　図１は本態様の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの一例を示す概略断面図である
。図１に示すように、本態様の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタは、透明基板１と
上記透明基板１にパターン状に形成された光路差調整層４とを有し、透明基板１および光
路差調整層４を覆うようにして形成された着色層５を有するものである。上記透明基板１
と、上記光路差調整層４と、上記着色層５とが積層された領域は反射光用領域として、上
記透明基板１と、上記着色層５とが積層された領域は透過光用領域として用いられる。上
記光路差調整層４は、上記透明基板１と一体でパターン状に形成された透明層２と、上記
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透明層２の上部表面上に形成される撥液層３を有する。
【００３３】
　本態様においては、上述した利点に加え、上記透明層が上記透明基板と一体で形成され
ているため、反射光用領域における光透過性を良好なものとすることができる。
　以下に、本態様の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの各構成について説明する。
【００３４】
　（１）光路差調整層
　本態様の光路差調整層は、透明基板上にパターン状に形成されるものであり、半透過型
液晶表示装置用カラーフィルタのうち、反射光用領域として用いられる領域に形成される
ものである。また、上記光路差調整層は透明層と撥液層を有するものであり、上記撥液層
は上記透明層の上部表面上に形成され、上記透明層は上記透明基板と一体で形成されるも
のである。
　以下、透明層および撥液層について説明する。
【００３５】
　ａ．透明層
　本態様に用いられる透明層は透明基板と一体で形成されているものである。
【００３６】
　上記透明層の形状としては、上記反射光用領域および透過光用領域における着色層表面
に生じる段差によって、半透過型液晶表示装置用カラーフィルタを対向基板と対向させて
配置した際のセルギャップを調整し、反射光用領域および透過光用領域における光の光路
差を調整することが可能なものであれば、その形状等は特に限定されるものではない。例
えば、断面形状が矩形状や台形状等とすることができる。
【００３７】
　また、上記透明層の厚みとしては、１．０μm～５．０μmの範囲以内であることが好ま
しく、中でも２．０μm～４．５μmの範囲内、特に２．５μm～３．５μmの範囲内である
ことが好ましい。これにより、本発明の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタが半透過
型液晶表示装置に用いられた際、反射光用領域および透過光用領域における光路差を調整
することが可能となるからである。
【００３８】
　また、上記透明層の線幅としては、半透過型液晶表示装置の用途等に応じて適宜決定さ
れるものであるが、本発明においては、１０μｍ～１５０μｍの範囲内、中でも１５μｍ
～８０μｍの範囲内、特に２０μｍ～６０μｍの範囲内であることが好ましい。
【００３９】
　上記透明層の材料としては、後述する透明基板と一体で形成することとすることができ
るもので、半透過型液晶表示装置用カラーフィルタに入射した外光およびその外光が反射
された反射光に対して透明なものであれば、特に限定されるものではなく、例えば具体的
には、石英ガラス、無アルカリガラス、ソーダライムガラス、パイレックス（登録商標）
ガラス、合成石英板等の可撓性のない透明なリジッド材、あるいは、透明樹脂フィルム、
光学用樹脂板等の可撓性を有する透明なフレキシブル材等が挙げられる。特に無アルカリ
ガラスは信頼性とコストの点で液晶表示装置用の透明基板として好ましい。
【００４０】
　上記透明層の形成方法としては、通常、後述する透明基板をエッチングすることによっ
て形成する。詳しくは、後述する「Ｂ．半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方
法」にて説明する。
【００４１】
　ｂ．撥液層
　本態様に用いられる撥液層は、上記光路差調整層の上部表面上に形成されるものである
。
【００４２】
　上記撥液層の撥液性としては、水との接触角が１０°～６０°の範囲内が好ましく、中



(8) JP 5007637 B2 2012.8.22

10

20

30

40

50

でも、１５°～５０°の範囲内、特に、２０°～４０°の範囲内が好ましい。撥液層にお
いて水との接触角が上記範囲に満たない場合、着色層形成用塗工液の流動が促されないた
め、反射光用領域の着色層を所望する膜厚にすることができず、撥液層において水との接
触角が上記範囲を超える場合、着色層形成用塗工液が十分に濡れ広がらず、着色層を形成
することが困難であるためである。
【００４３】
　なお、ここでいう水との接触角は、水との接触角を接触角測定器（協和界面科学（株）
製ＣＡ－Ｚ型）を用いて測定（マイクロシリンジから液滴を滴下して３０秒後）し、その
結果から、もしくはその結果をグラフにして得たものである。
【００４４】
　上記撥液層の厚みは、用いられる撥液層の材料によって適宜選択されるものであるが、
０．１μｍ～２．０μｍの範囲内が好ましく、中でも、０．２μｍ～１．５μｍの範囲内
、特に、０．４μｍ～１．０μｍの範囲内が好ましい。上記範囲に満たない場合、均一な
撥液層を形成することが困難であるからであり、上記範囲を超える場合、透明層の側面が
撥液層を有するようになるため、着色層を形成するときに白抜けが生じやすくなるためで
ある。
【００４５】
　上記撥液層の材料としては、透明性かつ撥液性を有し、焼成等で黄変せず、上記撥液層
を形成することが可能であれば、特に限定されず、例えば、感光性を有していてもよいし
、感光性を有していなくてもよいが、通常、感光性、すなわちフォトレジスト性を有して
いるものが好ましい。光路差調整層形成工程において、透明層のパターン形成に用いるこ
とができるためである。
　また、エッチング工程において、エッチング剤等の薬品耐性を有するものが好ましい。
光路差調整層形成工程において、フォトリソ法により透明層を形成し、残存するフォトレ
ジストを撥液層として用いることで、二層構造の光路差調整層の形成を一度に行うことが
できるからである。
【００４６】
　上記撥液層の材料に用いられるフォトレジストとしては具体的に、シリコン系樹脂、フ
ッ素系樹脂を含むレジスト等が挙げられる。
【００４７】
　また、フッ素化合物を用いてプラズマ照射し撥液化処理を行ったり、界面活性剤等を含
有させて撥液性を持たせることができるのであれば、撥液性を有さない場合であっても、
透明性およびエッチング剤に対する耐性を有するフォトレジストを用いることができる。
【００４８】
　また、上述したような界面活性剤としては、一般のカラーフィルタにおける光路差調整
層に用いられる界面活性剤であれば特に限定されるものではなく、ノニオン系界面活性剤
、アニオン系界面活性剤、フッ素系界面活性剤、シリコン系界面活性剤、カチオン系界面
活性剤、両性界面活性剤のいずれも使用することができ、これらの中から一種または二種
以上を混合して用いることができる。本工程においては、中でも、フッ素系界面活性剤を
用いることが好ましい。
【００４９】
　上記フォトレジストとしては、上記撥液層を形成することができるのであれば、特に限
定されないが、撥液性を有する撥液性ドライフィルムレジストであることが好ましい。こ
れにより、上記透明層上に撥液層を形成する際、液状のフォトレジストを塗布する場合に
比べて、容易に、かつ厚みを均一にして形成することができるからである。
【００５０】
　上記撥液層の材料に用いられる撥液性ドライフィルムレジストとしては具体的に、フッ
素化合物やケイ素化合物のいずれかと、アクリル樹脂、イミド樹脂、ポリイミド樹脂、カ
ルド樹脂、エポキシ樹脂、ノボラック樹脂などのいずれかを含むレジストが挙げられる。
とくにアクリル樹脂やエポキシ樹脂、カルド樹脂などが透明性の観点から特に好ましい。
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【００５１】
　なお、「透明層の上部表面」とは、透明層の上部側表面を指し、側面は含まないものと
する。
【００５２】
　ｃ．光路差調整層の製造方法
　本態様における光路差調整層の形成方法としては、上記透明基板と一体で上記透明層を
形成し、上記透明層の上部表面上に上記撥液層を形成することができる方法であれば、特
に限定されない。詳しくは、「Ｂ．半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法」
の項で説明するので、ここでの記載は省略する。
【００５３】
　（２）透明基板
　本態様に用いられる透明基板は、上記光路差調整層を形成可能であり、可視光に対して
透明な基板であれば特に限定されるものではなく、一般的なカラーフィルタに用いられる
透明基板と同様のものとすることができる。
【００５４】
　上記透明基板の材料としては、「（１）光路差調整層」の項に記載したのでここでの説
明は省略する。
【００５５】
　（３）着色層
　本態様における着色層は、反射光用領域および透過光用領域の各領域に形成されるもの
である。
【００５６】
　本態様における着色層の色数は特に限定されないが、複数色から構成され、一般的には
、赤色着色パターン、緑色着色パターン、および青色着色パターンから構成される。
　上記着色層における着色パターン形状は、ストライプ型、モザイク型、トライアングル
型、４画素配置型等の公知の配列とすることができ、着色面積は任意に設定することがで
きる。
【００５７】
　各色の着色パターンは、各色の顔料や染料等の着色剤を感光性樹脂中に分散または溶解
させたものである。
【００５８】
　赤色パターンに用いられる着色剤としては、例えば、ペリレン系顔料、レーキ顔料、ア
ゾ系顔料、キナクリドン系顔料、アントラキノン系顔料、アントラセン系顔料、イソイン
ドリン系顔料等が挙げられる。これらの顔料は単独で用いてもよく２種以上を混合して用
いてもよい。
　緑色パターンに用いられる着色剤としては、例えば、ハロゲン多置換フタロシアニン系
顔料もしくはハロゲン多置換銅フタロシアニン系顔料等のフタロシアニン系顔料、トリフ
ェニルメタン系塩基性染料、イソインドリン系顔料、イソインドリノン系顔料等が挙げら
れる。これらの顔料もしくは染料は単独で用いてもよく２種以上を混合して用いてもよい
。
　青色パターンに用いられる着色剤としては、例えば、銅フタロシアニン系顔料、アント
ラキノン系顔料、インダンスレン系顔料、インドフェノール系顔料、シアニン系顔料、ジ
オキサジン系顔料等が挙げられる。これらの顔料は単独で用いてもよく２種以上を混合し
て用いてもよい。
【００５９】
　また、感光性樹脂としては、ネガ型感光性樹脂およびポジ型感光性樹脂のいずれも用い
ることができるが、通常はネガ型感光性樹脂が用いられる。このネガ型感光性樹脂として
は、例えば、アクリレート系、メタクリレート系、ポリ桂皮酸ビニル系、もしくは環化ゴ
ム系等の反応性ビニル基を有するものが挙げられる。
【００６０】
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　着色剤および感光性樹脂を含有する着色層用感光性樹脂組成物には、光重合開始剤を添
加してもよく、さらには必要に応じて、増感剤、塗布性改良剤、現像改良剤、架橋剤、重
合禁止剤、可塑剤、難燃剤等を添加してもよい。
【００６１】
　また、本態様において、このような着色層の形成方法としては、特に限定されるもので
はなく、一般的なカラーフィルタにおける着色層の形成方法、例えばフォトリソ法、イン
クジェット法、印刷法等と同様とすることができるが、好適にはフォトリソ法が用いられ
る。
【００６２】
　本態様における反射光用領域の着色層の膜厚は、上述した撥液層の撥液性の度合いによ
って調整することが可能である。
　本態様においては、上記反射光用領域の着色層の膜厚が、０．３μｍ～２．０μｍの範
囲であることが好ましく、中でも０．４μｍ～１．５μｍの範囲、特に０．５μｍ～１．
２μｍの範囲であることが好ましい。
　また、本態様においては、上記透過光用領域の着色層の膜厚が、０．６μｍ～４．０μ
ｍの範囲内であることが好ましく、中でも０．８μｍ～３．０μｍの範囲内、特に１．０
μｍ～２．５μｍの範囲内であることが好ましい。
　上記反射光用領域の着色層の膜厚および上記透過光用領域の着色層の膜厚を上記範囲内
とすることにより、この半透過型液晶表示装置用カラーフィルタを液晶表示装置に用いた
場合に、反射光用領域の輝度が高い液晶表示装置を得ることができるためである。
【００６３】
　また、本態様の本透過型液晶表示装置用カラーフィルタにおいて、反射光用領域の着色
層の膜厚と、透過光用領域の着色層の膜厚との比（反射光用領域／透過光用領域）として
は、０．１～０．７の範囲内であることが好ましく、中でも０．２～０．６の範囲内、特
に０．３～０．５の範囲内であることが好ましい。上記範囲内であることにより、この半
透過型液晶表示装置用カラーフィルタを液晶表示装置に用いた場合に、反射光用領域の輝
度が高い液晶表示装置を得ることができるためである。
【００６４】
　（４）その他
　本態様の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタは上記透明基板、光路差調整層および
着色層以外にも、例えば、遮光部、オーバーコート層や透明電極層、更には配向膜や柱状
スペーサ等が形成されたものであってもよい。
【００６５】
　２．第２の態様
　本態様の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタは、上記透明層が上記透明基板と別体
で、かつ透明樹脂から形成されているものである。
【００６６】
　図２に本態様の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの一例を示す概略断面図を図示
する。図２に示すように、本態様の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタは、透明基板
１と上記透明基板１上にパターン状に形成された光路差調整層４とを有し、透明基板１お
よび光路差調整層４を覆うようにして形成された着色層５を有するものである。上記透明
基板１と、上記光路差調整層４と、上記着色層５とが積層された領域は反射光用領域とし
て、上記透明基板１と、上記着色層５とが積層された領域は透過光用領域として用いられ
る。上記光路差調整層４は透明基板１とは別体で形成されている透明層２と上記透明層２
の上部表面上に形成されている撥液層３とからなる。
【００６７】
　本態様における光路差調整層は上記透明層が透明樹脂から形成されているため、上記光
路差調整層全体が撥液性を有するものである場合に比べ、上記透明基板との密着性が良好
なものとなる。また、透明層を形成するのが容易である。また、上記透明層の側面に撥液
性を有さないので、着色層の白抜けが起こりにくい。
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　以下に、本態様の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの各構成について説明する。
【００６８】
　（１）光路差調整層
　本態様に用いられる光路差調整層は、透明基板上にパターン状に形成されるものであり
、半透過型液晶表示装置用カラーフィルタのうち、反射光用領域として用いられる領域に
形成されるものである。また、上記光路差調整層は、透明層と撥液層とを有するものであ
り、上記撥液層は上記透明層の上部表面上に形成され、上記透明層は上記透明基板と別体
であり、かつ透明樹脂層から形成されるものである。
　以下、透明層および撥液層について説明する。
【００６９】
　ａ．透明層
　本態様に用いられる透明層は透明基板と別体あり、透明樹脂で形成されているものであ
る。
【００７０】
　上記透明層の形状、厚み、線幅等については、「１．第１の態様」の項に記載したもの
と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
【００７１】
　上記透明層の材料としては、半透過型液晶表示装置用カラーフィルタに入射した外光お
よびその外光が反射された反射光に対して透明なものであれば、特に限定されるものでは
なく、本態様では、加工面から感光性、すなわちフォトレジスト性を有する透明樹脂がよ
り好ましい。
　また、感光性樹脂としては、ネガ型感光性樹脂およびポジ型感光性樹脂のいずれも用い
ることができるが、通常はネガ型感光性樹脂が用いられる。
【００７２】
　感光性を有する透明樹脂としては例えば感光性アクリル樹脂、感光性ポリイミド、ポジ
レジスト、カルド樹脂、エポキシ樹脂、ポリシロキサン、ベンゾシクロブテン等が挙げら
れる。本発明では、アクリル樹脂やエポキシ樹脂、カルド樹脂などを含むネガ型レジスト
が特に透明性の観点から好ましい。
【００７３】
　また、上記透明層の材料としてより好適には透明性を有するドライフィルムレジストが
用いられる。上記ドライフィルムレジストを用いることにより、上記透明層の形成工程が
容易になるためである。
【００７４】
　上記ドライフィルムレジストとしては、イミド樹脂、ポリイミド樹脂、アクリル樹脂、
カルド樹脂、エポキシ樹脂、ノボラック樹脂のいずれかを含むレジストが挙げられる。特
にアクリル樹脂系やエポキシ樹脂、カルド樹脂系のレジストが透明性の観点から好ましい
。
【００７５】
　ｂ．撥液層
　本態様における撥液層は、上記光路差調整層の上部表面上に形成されるものである。
【００７６】
　上記撥液層の撥液性や、厚みについては「１．第１の態様」の項で説明したものと同様
とすることができるので、ここでの記載は省略する。
【００７７】
　上記撥液層の材料としては、透明性かつ撥液性を有し、焼成等で黄変せず、上記撥液層
を形成することが可能であれば、特に限定されないが、通常、感光性、すなわちフォトレ
ジスト性を有しているものが好ましい。
　光路差調整層形成工程において、フォトリソ法により透明層を形成し、残存するフォト
レジストを撥液層として用いることで、二層構造の光路差調整層の形成を一度に行うこと
ができるからである。
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【００７８】
　上記撥液層の材料に用いられるフォトレジストとしては具体的に、シリコン系樹脂、フ
ッ素系樹脂を含むレジスト等が挙げられる。
【００７９】
　また、界面活性剤等を含有させて撥液性を持たせることができるのであれば、撥液性を
有さない場合であっても、透明性を有するフォトレジストを用いることができる。
【００８０】
　また、上述した透明層の材料である感光性を有する透明樹脂に界面活性剤を含有させた
ものを用いることが好ましい。上記透明層と上記撥液層とが同様の材料からなることで二
層の間の密着性が良好なものとなるからである。
【００８１】
　また、上述したような界面活性剤としては、「１．第１の態様」の項で説明したものと
同様とすることができるので、ここでの記載は省略する。
【００８２】
　ｃ．光路差調整層 
　本態様における光路差調整層は、上記透明層が上記透明基板と別体で、かつ透明樹脂層
から形成されているものである。
【００８３】
　本態様における光路差調整層では、透明層と撥液層とを二層に形成することができるな
らば、透明層の材料と撥液層の材料との組み合わせとしては特に限定されないが、少なく
とも、上記撥液層の材料がフォトレジストであることが好ましく、中でも、上記フォトレ
ジストが撥液性ドライフィルムレジストであることが好ましい。
　上記撥液層の材料が撥液性ドライフィルムレジストである場合、上記光路差調整層を形
成する工程において、塗布法による工程に比べ、工程を簡略化できる。また、レジスト効
果を有するため、透明層は感光性を有していなくてもよいので、透明層の材料の材料選択
性を広げることが可能である。
【００８４】
　また、上記撥液層の材料がフォトレジストであり、上記透明層に用いられる材料が感光
性を有する場合、それぞれの材料のネガ型かポジ型かの光反応性は同じであることが好ま
しい。
【００８５】
　上記撥液層が撥液性ドライフィルムレジストである場合、上記透明層もドライフィルム
レジストであることがさらに好ましい。
　上記透明層もドライフィルムレジストを用いることで、上記光路差調整層の厚みをカラ
ーフィルタ全体で均一にすることができるからである。また、製造工程を簡略化すること
ができるという利点も有する。
【００８６】
　ｄ．光路差調整層の製造方法
　本態様における光路差調整層の形成方法としては、上記透明基板上に上記透明層を別体
で形成し、上記透明層の上部表面上に上記撥液層を形成することが可能な方法であれば、
特に限定されない。詳しくは、「Ｂ．半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法
」の項で説明するので、ここでの記載は省略する。
【００８７】
　（２）透明基板
　上記カラーフィルタ用基板に用いられる透明基板は、上記光路差調整層を形成可能であ
り、可視光に対して透明な基板であれば特に限定されるものではなく、一般的なカラーフ
ィルタに用いられる透明基板と同様のものとすることができる。詳しくは、「１．第１の
態様」の項で記載したものと同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
【００８８】
　（３）着色層
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　本態様における着色層は、反射光用領域および透過光用領域の各領域に形成されるもの
である。詳しくは、「１．第１の態様」の項で記載したものと同様とすることができるの
で、ここでの説明は省略する。
【００８９】
　本態様における反射光用領域および透過光用領域の好ましい膜厚としては、「１．第１
の態様」の項で示した範囲と同様であるためここでの記載は省略する。
【００９０】
　また、本態様の本透過型液晶表示装置用カラーフィルタにおいて、反射光用領域の着色
層の膜厚と、透過光用領域の着色層の膜厚との好ましい比（反射光用領域／透過光用領域
）としては、「１．第１の態様」の項で示した範囲と同様であるためここでの記載は省略
する。
【００９１】
　（４）その他
　本態様の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタは上記透明基板、光路差調整層および
着色層以外にも、例えば、遮光部、オーバーコート層や透明電極層、更には配向膜や柱状
スペーサ等が形成されたものであってもよい。
【００９２】
　Ｂ．半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法
　次に、本発明の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法について説明する。
本発明の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法は、透明基板と、上記透明基
板上にパターン状に形成された光路差調整層と、上記透明基板および上記光路差調整層を
覆うように形成された着色層とを有し、上記透明基板と、上記光路差調整層と、上記着色
層とが積層された領域を反射光用領域として用い、上記透明基板と、上記着色層とが積層
された領域を透過光用領域として用いる半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの、上記
光路差調整層が透明性を有する透明層と透明性および撥液性を有する撥液層との二層構造
で構成され、上記撥液層が上記透明層の上部表面上に形成されている半透過型液晶表示装
置用カラーフィルタの製造方法であって、上記透明層および上記撥液層を形成する光路差
調整層形成工程を少なくとも有し、上記光路差調整層形成工程では、上記透明層を形成す
る際、上記フォトレジストを用いて上記透明層をパターン形成し、現像後、残存した上記
フォトレジストを上記撥液層として用いることを特徴とする製造方法である。
【００９３】
　本発明によれば、上記フォトレジストを用いることにより、透明層の形成と撥液層の形
成とを一度の工程で行うことが可能である。また、残存したフォトレジストを撥液層に用
いるため上部表面上のみの形成が容易であるという利点も有する。
【００９４】
　本発明の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法においては、「Ａ．半透過
型液晶表示装置用カラーフィルタ」の第１の態様に対応するもの（第３の態様）、および
第２の態様に対応に対応するもの（第４の態様）の二つの態様がある。以下、それぞれに
ついて説明する。
【００９５】
　１．第３の態様
　本態様の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法は、「Ａ．半透過型液晶表
示装置用カラーフィルタ　１．第１の態様」に記載の半透過型液晶表示装置用カラーフィ
ルタを製造する半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法であって、上記透明基
板上に上記フォトレジストからなるフォトレジスト層を形成するフォトレジスト層形成工
程と、上記フォトレジスト層を露光する露光工程と、上記フォトレジスト層を現像してパ
ターン状にする現像工程と、上記透明基板をエッチングして上記透明層を形成する透明層
形成工程とを有する光路差調整層形成工程を少なくとも有し、上記透明層形成工程で残存
した上記フォトレジストを上記撥液層として用いることを特徴とする。
【００９６】
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　図３は本態様の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法における光路差調整
層形成工程の一例を示す工程図である。図３に示すように、本態様における光路差調整層
形成工程は、透明基板１上にフォトレジスト層３’を形成するフォトレジスト層形成工程
と（図３（ａ））、例えばフォトマスク６等を用いて露光光７で上記フォトレジスト層３
’を露光する露光工程と（図３（ｂ））、上記フォトレジスト層３’を現像してパターン
状に形成する現像工程と（図３（ｃ））、透明基板１をエッチングして透明層２を形成す
る透明層形成工程（図３（ｄ））とを少なくとも有する工程である。また、上記透明層形
成工程では、残存するフォトレジスト層３’を撥液層３として用いることで、光路差調整
層４を形成する。
　以下、それぞれの工程について説明する。
【００９７】
　（１）フォトレジスト層形成工程
　本工程は上記透明基板上に上記フォトレジストからなるフォトレジスト層を形成する工
程である。
【００９８】
　本工程におけるフォトレジストに撥液性を付与する方法としては、フォトレジストが撥
液性を有することができる方法であれば、特に限定されるものではなく、例えば撥液性を
有するフォトレジスト材料を用いる方法であってもよく、また、撥液性を有さないフォト
レジスト材料を、撥液化処理して撥液性を付与する方法であってもよい。
【００９９】
　本工程においては、特に、透明基板上にパターン形成されたフォトレジスト層にフッ素
化合物を用いてプラズマを照射することにより、撥液化処理を行って撥液層を形成する方
法（以下、第１実施態様とする。）、または撥液性を有するフォトレジストを用いて撥液
層を形成する方法（以下、第２実施態様とする。）であることが好ましい。これらの方法
によれば、容易に上記撥液層を形成することが可能となるからである。以下、上記各態様
について、それぞれ説明する。
【０１００】
　（第１実施態様）
　まず、上記撥液層形成方法の第１実施態様について説明する。本実施態様における撥液
層の形成方法としては、透明基板上にパターン形成されたフォトレジスト層にフッ素化合
物を用いてプラズマを照射することにより、撥液化処理を行って撥液層を形成する方法で
ある。
【０１０１】
　フッ素化合物を導入ガスとしてプラズマ照射をした場合、有機物にフッ素を導入するこ
とができる。したがって、上記フォトレジスト層に対して上記プラズマ照射をすることに
より、フォトレジスト層にフッ素を導入することができ、撥液性を有する撥液層とするこ
とができるのである。またこの際、上記透明基板として無機材料からなるものを用いるこ
とにより、透明基板にはフッ素が導入されないものとすることができる。これにより、上
記撥液層上を撥液性領域、隣接する２つの撥液層間で透明基板が露出している領域を親液
性領域とすることができ、着色層を形成する工程において、反射光用領域の膜厚を透過光
用領域の膜厚よりも薄く形成することが可能となる。
【０１０２】
　ここで、上記フォトレジスト層としては、撥液性を有する必要はなく、一般的なカラー
フィルタにおけるフォトレジスト層と同様とすることができ、また、上記フォトレジスト
層の形成方法についても、一般的なカラーフィルタにおけるフォトレジスト層の形成方法
と同様の形成方法とすることができる。例えば、スピンコート法等による塗布法によって
形成する方法や、ドライフィルムレジストを用いて形成する方法等が挙げられ、本実施態
様においては、特にドライフィルムレジストを用いることが好ましい。
　ドライフィルムレジストによるフォトレジスト層の形成方法は、減圧乾燥工程等がない
ので、工程を簡略化することができ、製造コストを削減することが可能である。
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【０１０３】
　上記ドライフィルムレジストによるフォトレジスト層の形成方法としては、一般的なカ
ラーフィルタの製造方法で用いられる方法と同様であるので、ここでの記載は省略する。
【０１０４】
　また、上記フォトレジスト層の形成に用いられる材料は、透明性を有し、撥液処理等に
よって変色等のないものであれば、特に限定されない。詳しくは、「Ａ．半透過型液晶表
示装置用カラーフィルタ」の項で説明したものと同様であるため、ここでの記載は省略す
る。
【０１０５】
　上記透明基板に用いられる材料としては、一般的なカラーフィルタに用いられるものと
同様とすることができ、詳しくは、「Ａ．半透過型液晶表示装置用カラーフィルタ」の項
で記載したものと同様であるので、ここでの説明は省略するが、本実施態様では、特に無
機材料からなるものが好ましい。上述したように、上記透明基板として無機材料からなる
ものを用いることにより、フッ素化合物を導入ガスとして用いたプラズマ照射によっても
、フッ素が導入されないものとすることができ、透明基板が露出した領域を新液性領域と
して用いることが可能となるからである。
【０１０６】
　また、上記フォトレジスト層に、フッ素化合物を導入ガスとしてプラズマを照射する方
法としては、フォトレジスト層にフッ素を導入することが可能な方法であれば、特に限定
されるものではなく、例えば真空中でプラズマ照射する方法であってもよく、また大気圧
下でプラズマ照射する方法であってもよい。また、例えば上記フォトレジスト層のみにプ
ラズマ照射してもよく、上記フォトレジスト層および露出した透明基板にプラズマを照射
してもよい。
【０１０７】
　上記プラズマを照射する際に用いられる導入ガスのフッ素化合物としては、例えばフッ
化炭素（ＣＦ４）、窒化フッ素（ＮＦ３）、フッ化硫黄（ＳＦ６）、Ｃ２Ｃｌ３Ｆ３、Ｃ

２Ｆ６、Ｃ３Ｆ６等が挙げられる。また、照射されるプラズマの照射条件としては、照射
装置等により適宜選択されるものである。
【０１０８】
　ここで、本実施態様においては、上記プラズマ照射が大気圧下でのプラズマ照射である
ことが好ましい。これにより、減圧用の装置等が必要なく、コストや製造効率等の面から
好ましいものとすることができるからである。このような大気圧プラズマの照射条件とし
ては、以下のようなものとすることができる。例えば、電源出力としては、一般的な大気
圧プラズマの照射装置に用いられるものと同様とすることができる。また、この際、照射
されるプラズマの電極と、上記フォトレジスト層との距離は、０．２ｍｍ～２０ｍｍ程度
、中でも１．０ｍｍ～５．０ｍｍ程度とされることが好ましい。またさらに、上記導入ガ
スとして用いられるフッ素化合物の流量は、１．０Ｌ／ｍｉｎ～１００Ｌ／ｍｉｎ程度、
中でも５．０Ｌ／ｍｉｎ～５０Ｌ／ｍｉｎ程度であることが好ましく、この際の基板搬送
速度が、０．１ｍ／ｍｉｎ～１０ｍ／ｍｉｎ程度、中でも０．５ｍ／ｍｉｎ～５．０ｍ／
ｍｉｎ程度が好ましい。
【０１０９】
　本実施態様において、フォトレジスト層に導入されたフッ素の存在は、Ｘ線光電子分光
分析装置(ＸＰＳ：ＥＳＣＡＬＡＢ　２２０ｉ－ＸＬ)による分析において、フォトレジス
ト層の表面より検出される全元素中のフッ素元素の割合を測定することにより確認するこ
とができる。また、この際上記フッ素の割合としては、１０％以上とされることが好まし
い。
【０１１０】
　本実施態様における撥液化処理後の撥液層の撥液性や撥液層の厚みについては、「Ａ．
半透過型液晶表示装置用カラーフィルタ」に記載したものと同様とすることができるので
、ここでの記載は省略する。
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【０１１１】
　（第２実施態様）
　次に、撥液層形成方法の第２実施態様について説明する。本実施態様における撥液層の
形成方法としては、撥液性を有するフォトレジストを用いて撥液層を形成する方法である
。
【０１１２】
　上記フォトレジストとしては、「Ａ．半透過型液晶表示装置用カラーフィルタ」の項に
記載したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。また、上記フォトレジスト層
の形成方法については、一般的なカラーフィルタにおけるフォトレジスト層の形成方法と
同様の形成方法とすることができる。例えば、スピンコート法等による塗布法によって形
成する方法や、ドライフィルムレジストを用いて形成する方法等が挙げられ、本実施態様
においては、特に、ドライフィルムレジストを用いることが好ましい。これは、塗布法の
場合に比べ、形成工程が容易であるからである。
【０１１３】
　本実施態様における撥液層の撥液性や撥液層の厚みについては、「Ａ．半透過型液晶表
示装置用カラーフィルタ」に記載したものと同様とすることができるので、ここでの記載
は省略する。
【０１１４】
　また、本実施態様に用いられる透明基板については、「（第１実施態様）」の項に記載
のものと同様とすることができるのでここでの記載は省略する。
【０１１５】
　（２）露光工程
　本工程は、上記フォトレジスト層を露光する工程である。
【０１１６】
　露光方法としては、上記フォトレジスト層を所望するパターン状に形成することが可能
であれば、特に限定されるものではない。本工程に用いられる露光方法等については、一
般的なカラーフィルタの製造の際に用いられる方法と同様の方法とすることができるので
、ここでの詳しい説明は省略する。
【０１１７】
　（３）現像工程
　次に、本態様における現像工程について説明する。本発明における現像工程は、上記フ
ォトレジスト層を現像する工程である。
【０１１８】
　現像方法としては、不要なフォトレジストを除去することが可能であれば、特に限定さ
れるものではない。本工程に用いられる現像液や現像方法等については、一般的なカラー
フィルタの製造の際に用いられる方法と同様の方法とすることができるので、ここでの詳
しい説明は省略する。
【０１１９】
　（４）透明層形成工程
　本工程は、上記透明基板をエッチングして上記透明層を形成する工程である。
【０１２０】
　透明基板のエッチングの方法については、透明基板に透明層を形成することが可能な方
法であれば、特に限定されず、ウェットエッチングでもよいし、ドライエッチングでもよ
いが、通常ウェットエッチングが好適に用いられる。これは、ウェットエッチングはコス
トや生産効率の点で有利であるからであり、かつ、化学反応で溶解が進行するため、エッ
チング剤を選択することにより、エッチング速度を制御することが容易であるからである
。
【０１２１】
　上記エッチングに用いられるエッチング剤としては、上記透明基板を所望する形状にエ
ッチングすることができるものであれば、特に限定されず、たとえば、ウェットエッチン
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グの場合は、フッ酸、フッ化ホウ素酸等が挙げられ、また、ドライエッチングの場合、フ
ッ化ホウ素、四フッ化炭素等が挙げられる。
【０１２２】
　本工程における上記ウェットエッチングおよびドライエッチングの方法としては、一般
的な透明基板の加工の際に用いられる方法と同様なので、ここでの説明は省略する。
【０１２３】
　２．第４の態様
　本態様の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法は、「Ａ．半透過型液晶表
示装置用カラーフィルタ　２．第２の態様」に記載の半透過型液晶表示装置用カラーフィ
ルタを製造する半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法であって、上記透明基
板上に透明層形成用層を形成する透明層形成用層形成工程と、上記透明層形成用層上に上
記フォトレジストを用いてフォトレジスト層を形成するフォトレジスト層形成工程と、上
記透明層形成用層およびフォトレジスト層を露光する露光工程と、上記透明層形成用層お
よびフォトレジスト層を現像して透明層を形成する透明層形成工程とを有する光路差調整
層形成工程を少なくとも有し、上記透明層形成工程で残存した上記フォトレジストを上記
撥液層として用いることを特徴とする。
【０１２４】
　図４は本態様の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法における光路差調整
層形成工程の一例を示す工程図である。図４に示すように、本態様における光路差調整層
形成工程では、透明基板１上に透明層を形成する透明層形成用層２’を形成する透明層形
成用層形成工程（図４（ａ））と、上記透明層形成用層２’上にフォトレジスト層３’を
形成するフォトレジスト層形成工程（図４（ｂ））と、上記透明層形成用層およびフォト
レジスト層をフォトマスク６を用いて露光光７で露光する露光工程（図４（ｃ））と、上
記透明層形成用層およびフォトレジスト層を現像して透明層２を形成する透明層形成工程
（図４（ｄ））とを有する。このとき、残存するフォトレジスト層３’を撥液層３として
用いることにより、光路差調整層４を形成する。以下、それぞれの工程について説明する
。
【０１２５】
　（１）透明層形成用層形成工程
　本工程は上記透明基板上に透明層を形成するための透明層形成用層を形成する工程であ
る。
【０１２６】
　上記透明層形成用層の形成方法としては、透明基板上に透明層形成用層を均一に形成す
ることができるのであれば、特に限定されないが、本工程においては特に、上記透明基板
上に透明層を形成する透明層形成用塗工液を塗布して形成する方法と、上記透明基板上に
透明層を形成するドライフィルムレジストをラミネートして形成する方法とが挙げられる
。
【０１２７】
　本工程における透明層形成用層塗工液に含まれる材料としては、半透過液晶表示装置用
カラーフィルタに入射した光およびその外光が反射された反射光に対して透明なものであ
れば特に限定されるものではない。このような透明層形成用層塗工液に用いられる材料と
しては、一般的なカラーフィルタの透明層に用いられる材料を使用することが可能であり
、通常、感光性樹脂、および各種添加剤等を挙げることができる。
【０１２８】
　上記感光性樹脂は、光重合反応により重合可能なモノマー成分やポリマー成分のことを
示す。このようなモノマー成分、ポリマー成分としては、従来よりカラーフィルタにおけ
る透明層の形成に用いられているものと同様とすることができる。
【０１２９】
　例えば、ポリマー成分としては、エチレン－酢酸ビニル共重合体、エチレン－塩化ビニ
ル共重合体、エチレンビニル共重合体、ポリスチレン、アクリロニトリル－スチレン共重
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合体、ＡＢＳ樹脂、ポリメタクリル酸樹脂、エチレンメタクリル酸樹脂、ポリ塩化ビニル
樹脂、塩素化塩化ビニル、ポリビニルアルコール、ポリエチレンテレフタレート、ポリブ
チレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリビニルアセタール、ポリエーテルエーテ
ルケトン、ポリエーテルサルフォン、ポリフェニレンサルファイド、ポリアリレート、ポ
リビニルブチラール、エポキシ樹脂、フェノキシ樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミ
ド樹脂、ポリアミック酸樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、フェノール樹脂、ユリア樹脂等
、および、重合可能なモノマーであるメチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アク
リレート、ｎ－プロピル（メタ）アクリレート、イソプロピル（メタ）アクリレート、se
c-ブチル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、tert－ブチル（メタ
）アクリレート、ｎ－ペンチル（メタ）アクリレート、ｎ－ヘキシル（メタ）アクリレー
ト、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、ｎ－オクチル（メタ）アクリレート、ｎ
－デシル（メタ）アクリレート、スチレン、α－メチルスチレン、Ｎ－ビニル－２－ピロ
リドン、グリシジル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、ジシ
クロペンタニル（メタ）アクリレート、ジシクロペンタニルオキシエチル（メタ）アクリ
レート、フェニル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレートの１種以上と、
アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸の２量体（例えば、東亜合成化学（株）製Ｍ－５
６００）、イタコン酸、クロトン酸、マレイン酸、フマル酸、ビニル酢酸、これらの酸無
水物等の１種以上とからなるポリマーまたはコポリマー等が挙げられる。また、上記のコ
ポリマーにグリシジル基または水酸基を有するエチレン性不飽和化合物を付加させたポリ
マー等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【０１３０】
　上記のポリマー成分のなかで、合わせて使用するモノマー成分との相溶性等の観点から
、ポリメタクリル酸メチル樹脂、ポリメタクリル酸エチル樹脂、ポリメタクリル酸メチル
樹脂とポリメタクリル酸エチル樹脂の共重合体、フェノキシ樹脂、エポキシ樹脂、ポリカ
ーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂、エチルヒドロキシエチルセルロース、セルロースト
リアセテート等を好ましく使用することができる。特に好ましくは、ポリメタクリル酸メ
チル樹脂、ポリメタクリル酸エチル樹脂、ポリスチレン樹脂、メタクリル酸とスチレン、
グリシジル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、ジシクロペン
タニル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレートの２種類以上からなる共重
合体、フェノキシ樹脂、エポキシ樹脂、および、これらの変性物を使用することができる
。
【０１３１】
　また、モノマー成分として、具体的には、アリル（メタ）アクリレート、ベンジル（メ
タ）アクリレート、ブトキシエチル（メタ）アクリレート、ブトキシエチレングリコール
（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、ジシクロペンタニル（メ
タ）アクリレート、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、グリセロール（メタ）ア
クリレート、グリシジル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレ
ート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、イソボニル（メタ）アクリレート
、イソデキシル（メタ）アクリレート、イソオクチル（メタ）アクリレート、ラウリル（
メタ）アクリレート、２－メトキシエチル（メタ）アクリレート、メトキシエチレングリ
コール（メタ）アクリレート、フェノキシエチル（メタ）アクリレート、ステアリル（メ
タ）アクリレート、エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ジエチレングリコール
ジ（メタ）アクリレート、１，４－ブタンジオールジ（メタ）アクリレート、１，５－ペ
ンタンジオールジ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレ
ート、１，３－プロパンジオール（メタ）アクリレート、１，４－シクロヘキサンジオー
ルジ（メタ）アクリレート、２，２－ジメチロールプロパンジ（メタ）アクリレート、グ
リセロールジ（メタ）アクリレート、トリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート
、グリセロールトリ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリ
レート、ポリオキシエチル化トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、ペンタ
エリスリトールトリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリ
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レート、トリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ポリオキシプロピルトリメチ
ロールプロパントリ（メタ）アクリレート、ブチレングリコールジ（メタ）アクリレート
、１，２，４－ブタントリオールトリ（メタ）アクリレート、２，２，４－トリメチル－
１，３－ペンタンジオールジ（メタ）アクリレート、ジアリルフマレート、１，１０－デ
カンジオールジメチル（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）ア
クリレート、γ－メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、１－ビニル－２－ピロリ
ドン、２－ヒドロキシエチルアクリロイルホスフェート、テトラヒドロフルフリール（メ
タ）アクリレート、ジシクロペンテニル（メタ）アクリレート、ジシクロペンテニルオキ
シエチル（メタ）アクリレート、３－ブタンジオールジ（メタ）アクリレート、ネオペン
チルグリコールジ（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコールジ（メタ）アクリレー
ト、ヒドロキシピバリン酸エステルネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、フ
ェノール－エチレンオキサイド変性（メタ）アクリレート、フェノール－プロピレンオキ
サイド変性（メタ）アクリレート、Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、ビスフェノールＡ－エ
チレンオキサイド変性ジ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールジ（メタ）アクリ
レートモノステアレート、テトラエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ポリプロ
ピレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパンプロピレンオキサド
変性トリ（メタ）アクリレート、イソシアヌール酸エチレンオキサイド変性トリ（メタ）
アクリレート、トリメチロールプロパンエチレンオキサイド変性トリ（メタ）アクリレー
ト、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキ
サ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ポリウレ
タン構造を有するオリゴマーに（メタ）アクリレート基を結合させたウレタン（メタ）ア
クリレートオリゴマー、ポリエステル構造を有するオリゴマーに（メタ）アクリレート基
を結合させたポリエステル（メタ）アクリレートオリゴマー、エポキシ基を有するオリゴ
マーに（メタ）アクリレート基を結合させたエポキシ（メタ）アクリレートオリゴマー、
（メタ）アクリレート基を有するポリウレタン（メタ）アクリレート、（メタ）アクリレ
ート基を有するポリエステル（メタ）アクリレート、（メタ）アクリレート基を有するエ
ポキシ（メタ）アクリレート樹脂等が挙げられる。
【０１３２】
　なお、本発明において（メタ）アクリレートとはアクリレート基又はメタクリレート基
のいずれかであることを意味する。
【０１３３】
　上記重合開始剤としては、アセトフェノン系、ベンゾフェノン系、ミヒラーケトン系、
ベンジル系、ベンゾイン系、ベンゾインエーテル系、ベンジルジメチルケタール、ベンゾ
インベンゾエート系、α－アシロキシムエステル等のカルボニル化合物、テトラメチルチ
ウラムモノサルファイド、チオキサントン類等のイオウ化合物、２,４,６－トリメチルベ
ンゾイルジフェニルフォスフィノキシド等のリン化合物等が挙げられる。
【０１３４】
　上記溶剤としては、一般的なカラーフィルタの製造において使用される各種塗工液に含
有される溶剤と同様のものを用いることができる。
【０１３５】
　上記各種添加剤としては、例えば増感剤、帯電防止剤、保存安定剤、消泡剤、重合禁止
剤、可塑剤、レベリング剤、密着助剤、各種調整剤等が挙げられ、これらを必要に応じて
使用することができる。なお、これらの各種添加剤は、一般的なカラーフィルタにおける
着色層を形成する際に使用されるものと同様とすることができる。
【０１３６】
　上記透明基板上に上記透明層塗工液を塗布する方法としては、一般的なカラーフィルタ
の製造において用いられる透明層塗工液を塗布する方法と同様の方法とすることができ、
例えばスピンコート法やダイコート法等が挙げられる。
【０１３７】
　また、本工程に用いられるドライフィルムレジストに用いられる材料としては、半透過
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液晶表示装置用カラーフィルタに入射した光およびその外光が反射された反射光に対して
透明なものであれば特に限定されるものではない。このようなドライフィルムレジストに
用いられる材料としては、一般的なカラーフィルタの透明層に用いられる材料を使用する
ことが可能であり、通常、アクリル樹脂、イミド樹脂、ポリイミド樹脂、カルド樹脂、エ
ポキシ樹脂、ノボラック樹脂などのいずれかを含むレジストが挙げられる。とくにアクリ
ル樹脂やエポキシ樹脂、カルド樹脂などが透明性の観点から特に好ましい。
【０１３８】
　本工程に用いられる透明基板としては、「Ａ．半透過型液晶表示装置用カラーフィルタ
」の項で記載したものと同様とすることができるので、ここでの記載は省略する。
【０１３９】
　（２）フォトレジスト層形成工程
　本工程はフォトレジストを用いて上記透明層形成用層上にフォトレジスト層を形成する
工程である。
【０１４０】
　上記フォトレジスト層を形成する方法としては、透明層形成用層上にフォトレジスト層
を均一に形成することができるのであれば、特に限定されず、液状のフォトレジストを上
記透明層形成用層上に塗布して形成する方法であってもよいし、撥液性を有する撥液性ド
ライフィルムレジストを上記透明層形成用層上にラミネートする方法であってもよいが、
本工程においては撥液性ドライフィルムレジストを用いる方法が好ましい。塗布による形
成方法に比べ、工程が簡略化であるからである。また、上記フォトレジスト層を均一の厚
みで形成することが容易だからである。
【０１４１】
　上記液状のフォトレジストとしては、透明性および撥液性を有しているものであれば特
に限定されず、詳しくは、「Ａ．半透過型液晶表示装置用カラーフィルタ」の項に記載し
たものと同様であるのでここでの記載は省略する。
【０１４２】
　上記透明層形成用層上に上記液状のフォトレジストを塗布する方法としては、一般的な
カラーフィルタの製造において用いられる液状のフォトレジストを塗布する方法と同様の
方法とすることができ、例えばスピンコート法やダイコート法等が挙げられる。特に、透
明層形成用層が透明層形成用塗工液から成る場合は、ダイコート法によって、透明層形成
用塗工液と液状のフォトレジストを二層塗布によって透明基板上に塗布する方法が好まし
い。
【０１４３】
　上記撥液性ドライフィルムレジストとしては、透明性および撥液性を有しているもので
あれば特に限定されず、詳しくは、「Ａ．半透過型液晶表示装置用カラーフィルタ」の項
に記載したものと同様であるのでここでの記載は省略する。また、透明層に用いられるド
ライフィルムレジストに撥液性を持たせるために界面活性剤等を含有させたものを用いて
もよい。
【０１４４】
　上記ドライフィルムレジストに含有させる界面活性剤としては、一般のカラーフィルタ
における光路差調整層に用いられる界面活性剤であれば特に限定されるものではなく、詳
しくは「Ａ．半透過型液晶表示装置用カラーフィルタ」の項で説明したので、ここでの記
載は省略する。
【０１４５】
　（３）光路差調整層形成用層形成工程
　本態様の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法においては、少なくとも上
記透明層形成用層および上記フォトレジスト層とが二層に積層した二層ドライフィルムレ
ジストを用いて上記透明層形成用層形成工程および上記フォトレジスト層形成工程を一括
で行う光路差調整層形成用層形成工程を有することがより好ましい。
　以下、光路差調整層形成用層形成工程について説明する。
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【０１４６】
　本工程は、少なくとも上記透明層と上記撥液層とが二層に積層した二層ドライフィルム
レジストを用いて上記透明層形成用層形成工程および上記フォトレジスト層形成工程を一
括で行う工程である。
【０１４７】
　本工程においては、透明層と撥液層とを一工程で形成することが可能であるため、製造
コストを削減することができる。また、上記二層ドライフィルムレジストを用いるため、
上記透明層および上記撥液層の膜厚を均一に形成することが可能である。
【０１４８】
　図５は本実施態様の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法の光路差調整層
形成用層形成工程の一例を示す工程図である。図５に示すように、本実施態様における光
路差調整層形成工程は、透明基板１上に透明層形成用層２’およびフォトレジスト層３’
が積層した二層ドライフィルムレジスト８をラミネーター９等を用いてラミネートして透
明層形成用層形成工程およびフォトレジスト層形成工程を一括して行うものである。なお
、二層ドライフィルムレジスト８は予め、ロール状にしておくものとする。
【０１４９】
　上記二層ドライフィルムレジストとしては、透明層と撥液層との間の密着性がよく、二
層構造を保つことができるのであれば、特に限定されないが、上記撥液層が上記透明層と
同様の材料に界面活性剤等を加えて撥液性を持たせたものであることが好ましい。上記透
明層と上記撥液層とが同様の材料から成ることで、上記透明層と上記撥液層との密着性が
より良好なものとなるからである。
【０１５０】
　上記二層ドライフィルムレジストとして用いられる透明層および撥液層のドライフィル
ムレジストとしては、上述した透明層に用いられるドライフィルムレジストおよび撥液層
に用いられる撥液性ドライフィルムレジストと同様のものとすることができるので、ここ
での説明は省略する。
【０１５１】
　上記二層ドライフィルムレジストの透明層および撥液層の厚みとしては、「Ａ．半透過
型液晶表示装置用カラーフィルタ」の項に記載したものと同様とすることができるのでこ
こでの記載は省略する。
【０１５２】
　上記二層ドライフィルムレジストとしては、上記透明層および上記撥液層が積層した二
層構造を有する光路差調整層を形成することが可能であれば、特に限定されず、上記透明
層や上記撥液層の他に、通常、保護フィルム、酸素遮断層等を有していてもよい。
【０１５３】
　上記二層ドライフィルムレジストの透明基板へのラミネート方法としては、一般的なカ
ラーフィルタの製造の際用いられる方法と同様であるため、ここでの説明は省略する。
【０１５４】
　（４）露光工程
　本工程は、上記フォトレジスト層を露光する工程である。
【０１５５】
　露光方法としては、上記フォトレジスト層を所望するパターン状に形成することが可能
であれば、特に限定されるものではない。本工程に用いられる露光方法等については、一
般的なカラーフィルタの製造の際に用いられる方法と同様の方法とすることができるので
、ここでの詳しい説明は省略する。
【０１５６】
　（５）透明層形成工程
　次に、本態様における現像工程について説明する。本態様における透明層形成工程は、
上記透明層形成用層およびフォトレジスト層を現像して透明層を形成する透明層形成工程
とを有する工程である。
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【０１５７】
　現像方法としては、不要なフォトレジストを除去することが可能であれば、特に限定さ
れるものではない。本工程に用いられる現像液や現像方法等については、一般的なカラー
フィルタの製造の際に用いられる方法と同様の方法とすることができるので、ここでの詳
しい説明は省略する。
【０１５８】
　３．その他
　本発明は、上述した光路差調整層形成工程以外に必要な工程を適宜有していてもよい。
例えば、上記着色層を形成する着色層形成工程、上記着色層上に配向膜を形成する配向膜
形成工程、透明電極層を形成する透明電極層形成工程等が挙げられる。このような各工程
については、一般的なカラーフィルタの製造方法の際に行なわれる方法と同様とすること
ができる。
【０１５９】
　本発明は上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であり、本発
明の特許請求の範囲に掲載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用効
果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【０１６０】
　以下に実施例および比較例を示し、本発明をさらに具体的に説明する。
【０１６１】
　［実施例１］
　実施例１として、透明基板と透明層が一体で、透明層と撥液層との二層構造を有する光
路差調整層を形成する例を示す。
【０１６２】
　（フォトレジスト形成工程）
　液晶表示装置用カラーフィルタ向けとして一般的な無アルカリガラス（コーニング社製
 ＥＡＧＬＥ２０００）を用い、以下組成のネガ型感光性樹脂溶液をスピンコーティング
法にて塗布した。
【０１６３】
　＜ネガ型感光性樹脂溶液＞
・メタクリル酸－スチレン－メタクリル酸共重合体　　　　　　　・・・４２．０重量部
・ペンタエリスリトールペンタアクリレート　　　　　　　　　　・・・３２．０重量部
・エポキシ樹脂（ジャパン　エポキシ　レジン（株）製）　　　　・・・１８．０重量部
・イルガキュア９０７（チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製）　・・・７．０重量部
・フッ素系界面活性剤（大日本インキ（株）製　Ｆ４７５）　　　　・・・１．０重量部
・プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート　　　　　　・・・３００重量部
【０１６４】
　（露光工程および現像工程）
　８０℃のホットプレート上にて１８０秒間加熱を行った後、プロキシミティ露光機（株
式会社トプコン社製　ＴＭＥ－４００Ｒ）にて所定のフォトマスクを用いて露光を行った
。フォトマスクは石英ガラス製であり、表面の酸化クロム膜上に所定のパターンが描画し
てあるものを使用した。高圧水銀ランプを光源とし、条件は、露光量１００ｍＪ／ｃｍ２

（波長３６５ｎｍ）および露光ギャップ（透明基板とフォトマスク間距離）１５０μｍと
した。ＫＯＨ系のアルカリ現像液を用いて現像を行い、２００℃のオーブンにて３０分焼
成を行った。透明基板上に線幅３０μｍ、膜厚０．５μｍでストライプ状の撥液層を形成
した。
【０１６５】
　（透明層形成工程）
　撥液層が形成された上記透明基板を、エッチング溶液としてフッ酸を２０ｗｔ％含む水
溶液を用い１２０秒処理し透明層を形成した。撥液層と透明層を合わせた光路差調整層の
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膜厚は２．７μｍであった。また、最表面の撥液層の水との接触角を接触角測定器（協和
界面科学（株）製ＣＡ－Ｚ型）を用いて測定（マイクロシリンジから液滴を滴下して３０
秒後）したところ２３．５°であった。
【０１６６】
　（着色層形成工程）
　着色層に用いるネガ型着色レジストとして以下組成の感光性樹脂溶液をスピンコーティ
ング法にて塗布した。
　＜感光性樹脂溶液＞
・赤色顔料（チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製　クロモフタルレッドＡ２Ｂ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・４．８重量部
・黄色顔料（ＢＡＳＦ社製　パリオトールイエローＤ１８１９）　　・・・１．２重量部
・分散材（ビックケミー社製　ディスパービック１６１）　　　　　・・・３．０重量部
・モノマー（サートマー社製ＳＲ３９９）　　　　　　　　　　　　・・・４．０重量部
・ポリマーＩ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・５．０重量部
・イルガキュア９０７（チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製）　・・・１．４重量部
・（２，２‘ビス（ｏ-クロロフェニル）-４,５,４',５'-テトラフェニル-１,２’-ビイ
ミダゾール）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・０．６重量部
・プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート　　　　　・・・８０．０重量部
※ポリマーIはベンジルメタクリレート：スチレン：アクリル酸：２-ヒドロキシエチルメ
タクリレート＝１５．６：３７．０：３０．５：１６．９（モル比）の共重合体１００モ
ル％に対して、２-メタクリロイルオキシエチルイソシアネートを１６．９％付加したも
のであり、重量平均分子量は４２５００である。
　８０℃のホットプレート上にて１８０秒間加熱を行った後、プロキシミティ露光機（株
式会社トプコン社製　ＴＭＥ－４００Ｒ）にて所定のフォトマスクを用いて露光を行った
。フォトマスクは石英ガラス製であり、表面の酸化クロム膜上に所定のパターンが描画し
てあるものを使用した。高圧水銀ランプを光源とし、条件は、露光量１００ｍＪ／ｃｍ２

（波長３６５ｎｍ）および露光ギャップ（透明基板とフォトマスク間距離）１５０μｍと
した。ＫＯＨ系のアルカリ現像液を用いて現像を行い、２００℃のオーブンにて３０分焼
成を行った。透過光用領域すなわちガラスエッチング部分の着色層膜厚、および反射光用
領域すなわち光路差調整層上の着色層膜厚を表１に示す。
【０１６７】
　［実施例２］
　実施例２として、透明層が透明樹脂と別体であり、かつ透明樹脂から形成された、透明
層と撥液層との二層構造を有する光路差調整層を形成する例を示す。
【０１６８】
　（光路差調整層形成用層形成工程）
　液晶表示装置用カラーフィルタ向けとして一般的な無アルカリガラス（コーニング社製
　ＥＡＧＬＥ２０００）を用い、以下構成を有する二層ドライフィルムレジストをラミネ
ーターを用いて透明基板上に樹脂層を転写した。二層ドライフィルムレジストの層構成は
ＰＥＴフィルム上に撥液性を有する撥液層、透明層の順にレジストが塗布されたものを使
用した。フォトレジスト層、透明層はそれぞれ以下の組成とした。
【０１６９】
　＜撥液層のレジスト＞
・メタクリル酸－スチレン－メタクリル酸共重合体　　　　　　　・・・４２．０重量部
・ペンタエリスリトールペンタアクリレート　　　　　　　　　　・・・３２．０重量部
・エポキシ樹脂（ジャパン エポキシ レジン（株）製）　　　　　・・・１８．０重量部
・イルガキュア９０７（チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製）　・・・７．０重量部
・フッ素系界面活性剤（大日本インキ（株）製　Ｆ４７５）　　　　・・・１．０重量部
【０１７０】
　＜透明層のレジスト＞
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・メタクリル酸－スチレン－メタクリル酸共重合体　　　　　　　・・・４２．０重量部
・ペンタエリスリトールペンタアクリレート　　　　　　　　　　・・・３２．０重量部
・エポキシ樹脂（ジャパン エポキシ レジン（株）製）　　　　　・・・１８．０重量部
・イルガキュア９０７（チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製）　・・・７．０重量部
【０１７１】
　（露光工程および透明層形成工程）
　樹脂層が転写された基板を以下フォトリソグラフィー工程にて加工し光路差調整層を形
成した。プロキシミティ露光機（株式会社トプコン社製　ＴＭＥ－４００Ｒ）にて所定の
フォトマスクを用いて露光を行った。フォトマスクは石英ガラス製であり、表面の酸化ク
ロム膜上に所定のパターンが描画してあるものを使用した。高圧水銀ランプを光源とし、
条件は、露光量１００ｍＪ／ｃｍ２（波長３６５ｎｍ）および露光ギャップ（透明基板と
フォトマスク間距離）１５０μｍとした。ＫＯＨ系のアルカリ現像液を用いて現像を行い
、２００℃のオーブンにて３０分焼成を行った。透明基板上に線幅３５μｍ、膜厚２．７
μｍでストライプ状の光路差調整層を形成できた。また、最表面の撥液層の水との接触角
を接触角測定器（協和界面科学（株）製ＣＡ－Ｚ型）を用いて測定（マイクロシリンジか
ら液滴を滴下して３０秒後）したところ２１°であった。
【０１７２】
　（着色層形成工程）
　着色層に用いるネガ型着色レジストとして実施例１で用いたものと同等の手順にて着色
層を形成した。透過光用領域の着色層膜厚および反射光用領域の着色層膜厚を表１に示す
。
【０１７３】
　［比較例１］
　比較例１として、撥液性を有しない光路差調整層を形成する例を示す。
　実施例１にて用いたフォトレジスト層用のネガ型レジストに代わり、撥液性を有しない
フォトレジスト層用材料として下記の組成のネガ型感光性樹脂溶液を用いた。
【０１７４】
　＜ネガ型感光性樹脂溶液＞
・メタクリル酸－スチレン－メタクリル酸共重合体　　　　　　　・・・４２．０重量部
・ペンタエリスリトールペンタアクリレート　　　　　　　　　　・・・３２．０重量部
・エポキシ樹脂（ジャパン エポキシ レジン（株）製）　　　　　・・・１８．０重量部
・イルガキュア９０７（チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製）　・・・７．０重量部
・プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート　　　　　　・・・３００重量部
【０１７５】
　フォトレジスト層形成工程において、上記組成のネガ型感光性樹脂溶液をフォトレジス
ト層材料として用いたこと以外は実施例１と同様にして光路差調整層を形成したところ、
撥液層と透明層を合わせた光路差調整層の膜厚は２．７μｍであった。また、最表面のフ
ォトレジスト層の水との接触角を接触角測定器（協和界面科学（株）製ＣＡ－Ｚ型）を用
いて測定（マイクロシリンジから液滴を滴下して３０秒後）したところ８°であった。こ
の基板上に実施例１と同様にして着色層を形成した。透過光用領域の着色層膜厚および反
射光用領域の着色層膜厚を表1に示す。
【０１７６】
【表１】

【０１７７】
　（評価）
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　撥液層と透明層との二層構造である光路差調整層を用いて着色層を形成した場合、撥液
性を有しない光路差調整層を用いて着色層した場合に比べて、反射光用領域の着色層の膜
厚をより薄く形成することができた。
【図面の簡単な説明】
【０１７８】
【図１】本発明の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの一例を示す概略断面図である
。
【図２】本発明の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの他の一例を示す概略断面図で
ある。
【図３】本発明の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法の一例を示す工程図
である。
【図４】本発明の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法の一例を示す工程図
である。
【図５】本発明の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法の光路差調整層形成
用層形成工程の一例を示す工程図である。
【図６】光路差調整層全体が撥液性を有する半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの一
例を示す概略断面図である。
【符号の説明】
【０１７９】
　　　１…透明基板
　　　２…透明層
　　　２’…透明層形成用層
　　　３…撥液層
　　　３’…フォトレジスト層
　　　４…光路差調整層
　　　５…着色層
　　　６…フォトマスク
　　　７…露光光
　　　８…二層ドライフィルムレジスト
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